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(54) Bandschwebeanlage mit einem Diisensystem
(67) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Diisensystem (103) vor der vorderen Gasdiisenanordnung (110)

(100) fir eine Bandschwebeanlage (300) zum
schwebenden Fiihren eines bandférmigen Materials
(101). Ein Diisenkdrper (102), welcher entlang einer
Férderrichtung (103) des bandférmigen Materials
(101), welches innerhalb einer Bandlaufebene
beforderbar ist, weist einen vorderen Randbereich
(104) und einen, gegeniber diesem liegenden
hinteren Randbereich (105) auf. Eine vordere
Gasdiisenanordnung (110) ist an dem vorderen
Randbereich (104) derart angeordnet, dass ein
vorderer Gasstrahl (111) in  Richtung der
Bandlaufebene zum Bilden eines Schwebediisenfelds
(106) fiir das bandférmige Material (101) strombar ist.
Eine hintere Gasdiisenanordnung (120) ist an dem
hinteren Randbereich (105) derart angeordnet, dass
ein hinterer Gasstrahl (121) in Richtung der
Bandlaufebene zum Bilden des Schwebediisenfelds
(106) fiir das bandférmige Material (101) strombar ist.
Eine Diisenanordnung (130) ist in Fdérderrichtung

oder hinter der hinteren Gasdiisenanordnung (120)
angeordnet, wobei die Diisenanordnung (130) derart
eingerichtet ist, dass ein fliissiges Fluid in einem
Fluidstrahl (131) in das Schwebediisenfeld (106) in
Richtung der Bandlaufebene zum Temperieren des
bandférmigen Materials strombar ist.
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Beschreibung
BANDSCHWEBEANLAGE MIT EINEM DUSENSYSTEM

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Disensystem fiir eine Bandschwebeanlage zum
schwebenden Fihren eines bandférmigen Materials sowie eine Bandschwebeanlage. Ferner be-
trifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren schwebenden Fiihren eines bandférmigen Materials.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Bei der Herstellung von Metallbauteilen und insbesondere von Metallodndern werden
diese in einem Bandschwebeofen gezielt temperiert, um ein gewlinschtes Metallgefiige im End-
produkt einzustellen. Dabei werden Metallbander kontinuierlich oder sequenziell durch einen
Bandschwebeofen hindurchgefiihrt. Die einzelnen Abschnitte des Bandschwebeofens kénnen
dabei individuell mit einer bestimmten Temperatur beheizt bzw. gekihlt werden. Das zu tempe-
rierende Metallband erfahrt wahrend des Durchlaufs des Bandschwebeofens einen vordefinierten
Temperierverlauf, sodass ein gewiinschtes Metallgefiige einstellbar ist.

[0003] Bei Bandschwebedfen wird das Metallband schwebend, d. h. kontaktfrei, hindurchgefiihrt.
Hierzu werden insbesondere Luftdiisen angeordnet, welche ein Schwebediisenfeld ausbilden
und das Metallband anheben.

[0004] Zur Abkiihlung des Metallbands wird dieses mit einer Fllissigkeit, insbesondere Wasser,
benetzt. Dabei sind die optimale Ausrichtung der Wasserdiisen sowie die Wassermenge von Be-
deutung, um einen gewilnschten Abkilihlgradienten einzustellen. Insbesondere hat sich als vor-
teilhaft herausgestellt, dass das Metallband mittels Verdampfungskiihlung schonend gekiihlt wer-
den kann. Dabei wird versucht, dass das auf die zu kilhlende Oberflache aufgebrachte Kiihime-
dium (Wasser) vollstandig verdampft. Falls keine vollstandige Verdampfung stattfindet, besteht
das Risiko der Tropfchenbildung auf der Oberflache des Metallbands. Diese Trépfchen bzw. die-
ses Restwasser kiihlen das Metallband inhomogen, z.B. lokal starker ab, sodass keine gleichma-
Bige Abkihlung gewahrleistet ist.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0005] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Bandschwebeanlage mit einem
exakt einstellbaren Abkulhlgradienten fir ein zu fliihrendes Material einzustellen.

[0006] Diese Aufgabe wird mit einem Disensystem fiir eine Bandschwebeanlage, mit einer
Bandschwebeanlage zum schwebenden Fiihren eines bandférmigen Materials sowie einem Ver-
fahren zum schwebenden Fiihren eines bandférmigen Materials geman den Gegenstanden der
unabhangigen Anspriiche geldst.

[0007] GemalR einem ersten Aspekt der Erfindung wird ein Diisensystem fir eine Bandschwebe-
anlage zum schwebenden Fiihren eines bandférmigen Materials beschrieben. Das Diisensystem
weist einen Diisenkdérper auf, welcher entlang einer Férderrichtung des bandférmigen Materials,
welches innerhalb einer Bandlaufebene befdrderbar ist, einen vorderen Randbereich und einen,
gegeniber diesem liegenden hinteren Randbereich aufweist. Ferner weist das Dlisensystem eine
vordere Gasdiisenanordnung auf, welche an dem vorderen Randbereich derart angeordnet ist,
dass ein vorderer Gasstrahl in Richtung der Bandlaufebene zum Bilden eines Schwebediisen-
felds fiir das bandférmige Material strdmbar ist. Ferner weist das Diisensystem eine hintere Gas-
diisenanordnung auf, welche an dem hinteren Randbereich derart angeordnet ist, dass ein hin-
terer Gasstrahl in Richtung der Bandlaufebene zum Bilden des Schwebediisenfelds fir das band-
férmige Material strombar ist. Ferner weist das Diisensystem eine Diisenanordnung auf, welche
in Férderrichtung vor der vorderen Gasdiisenanordnung und/oder hinter der hinteren Gasdiisena-
nordnung, insbesondere an dem Dlsenkdrper und/oder an einer strukturell vom Dlisenkdrper
getrennten Tragstruktur, angeordnet ist. Die Disenanordnung ist derart eingerichtet, dass ein
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flissiges Fluid in einem Fluidstrahl in Richtung der Bandlaufebene in das Schwebediisenfeld zum
Temperieren des bandférmigen Materials strdmbar ist.

[0008] Geman einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zum schwe-
benden Fiihren eines bandférmigen Materials beschrieben. GemaR dem Verfahren wird das
bandférmige Material entlang einer Férderrichtung innerhalb einer Bandlaufebene gefiihrt, wobei
ein DUsenkorper entlang einer Forderrichtung einen vorderen Randbereich und einen, gegentber
diesem liegenden hinteren Randbereich aufweist. Ferner wird ein vorderer Gasstrahl in Richtung
der Bandlaufebene gestrémt zum Bilden eines Schwebedisenfelds fir das bandférmige Material
mittels einer vorderen Gasdiisenanordnung, welche an dem vorderen Randbereich angeordnet
ist. Ferner wird ein hinterer Gasstrahl in Richtung der Bandlaufebene gestrémt zum Bilden des
Schwebediisenfelds fir das bandférmige Material mittels einer hinteren Gasdiisenanordnung,
welche an dem hinteren Randbereich angeordnet ist. Ferner wird ein Fluidstrahl in das Schwe-
bediisenfeld in Richtung der Bandlaufebene gestrémt zum Temperieren des bandférmigen Ma-
terials mittels einer Disenanordnung, welche in Foérderrichtung vor der vorderen und/oder hinter
der hinteren Gasdiisenanordnung angeordnet ist.

[0009] Das bandférmige Material besteht beispielsweise aus einem diinnen Metallband, wie bei-
spielsweise bestehend aus einem Buntmetall oder Aluminium. In der Bandschwebeanlage wird
das bandférmige Material nahezu kontaktlos beférdert, sodass Auflagerstellen reduziert werden.
Insbesondere wird dies durch die Erzeugung eines Schwebediisenfelds mittels der Gasdiisena-
nordnungen erzeugt. Mit anderen Worten wird das bandférmige Material durch das Schwebedi-
senfeld getragen.

[0010] Das bandférmige Material wird innerhalb einer Bandlaufebene gefiihrt. Ferner wird das
bandférmige Material in Férderrichtung durch die Bandschwebeanlage gefihrt. Senkrecht bzw.
quer zur Férderrichtung wird die Breite des bandférmigen Materials definiert.

[0011] Der Disenkdrper bildet beispielsweise einen Disenkasten aus. Der Disenkdrper tragt die
Gasdisenanordnungen. Ferner kann die Diisenanordnung zum Ausstrémen des fliissigen Fluids
an dem Disenkdrper befestigt bzw. angeordnet sein. Die Dlisenanordnung kann auch an einer
strukturell vom Dlsenkdrper getrennten Tragstruktur angeordnet werden. Der Dlisenkdrper kann
beispielsweise die Gasdlisenanordnungen integral ausbilden. Beispielsweise kann, wie weiter
unten beschrieben, mittels runden oder schlitzartigen Auslassen entsprechende Gasdiisenano-
rdnungen ausgebildet werden. Der Diisenkdrper erstreckt sich ferner (iber die Breite des band-
férmigen Materials bzw. senkrecht zur Férderrichtung.

[0012] Der Disenkdrper wird in Férderrichtung von einer vorderen Kante, welche den vorderen
Randbereich ausbildet und einer hinteren Kante, welche den hinteren Randbereich ausbildet,
begrenzt. Die vordere Kante und die hintere Kante sind dabei insbesondere parallel zueinander
und gegeniberliegend an dem Disenkérper ausgebildet. Die vordere Gasdisenanordnung ist
am Diisenkdrper somit gegeniber der hinteren Gasdiisenanordnung angeordnet. Zwischen der
Gasdisenanordnung ist insbesondere keine Disenanordnung zu Ausstrémen eines fllissigen
Fluids angeordnet. Der vorderen Randbereich und der hintere Randbereich erstrecken sich Gber
die Breite bzw. in Breitenrichtung des bandférmigen Materials. Entlang des vorderen Randbe-
reichs ist die vordere Gasdlisenanordnung angeordnet bzw. ausgebildet. Die vordere Gasdu-
senanordnung kann dabei beispielsweise eine Vielzahl einzelner Gasdiisen aufweisen oder
durch entsprechende Auslasse in dem vorderen Randbereich ausgebildet werden. Die hintere
Gasdisenanordnung kann dabei beispielsweise eine Vielzahl einzelner Gasdiisen aufweisen o-
der durch entsprechende Auslasse in dem hinteren Randbereich ausgebildet werden. Die vordere
und hintere Gasdlisenanordnung ist ausgebildet, ein gasférmiges Medium, d. h. ein Gas bzw. ein
Gasgemisch mittels eines oder mehrerer vorderer und hinterer Gasstrahlen in Richtung Band-
laufebene zu strémen.

[0013] Zum Erzeugen des vorderen und des hinteren Gasstrahls kann beispielsweise Luft, Edel-
gase und/oder andere Inertgase verwendet werden.

[0014] Die Gasdisenanordnungen sind dabei derart ausgebildet, dass der Volumenstrom und
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der Gasdruck der entsprechenden vorderen und hinteren Gasstrahlen ein entsprechend stabiles
Schwebediisenfeld generieren. Das Schwebediisenfeld dient dazu, dass bandférmige Material
abzulenken bzw. auszurichten. Einerseits kann ein unteres Schwebedlisenfeld, welches unter
dem bandférmigen Material ausgebildet wird, dass bandférmige Material anheben. Ferner kann
ein Schwebedisenfeld, welches ber dem bandférmigen Material ausgebildet wird, dass band-
férmige Material in Schwerkraftrichtung auslenken bzw. ablenken.

[0015] Die Diisenanordnung ist ausgebildet, um ein fllissiges Fluid, wie beispielsweise ein Was-
sergemisch oder ein Olgemisch, in das Schwebedlsenfeld in Richtung Bandlaufebene zu spri-
hen, um eine gewlinschte Temperierwirkung (aufheizen oder abkiihlen) des bandférmigen Mate-
rials zu bewirken. Die Disenanordnung kann dabei das fliissige Fluid mit einem vorbestimmten
Volumenstrom sowie einer vorbestimmten Fluidtemperatur in das Schwebedisenfeld in Richtung
Bandlaufebene spriihen. Die Diisenanordnung erstreckt sich lber die Breite des bandférmigen
Materials und bildet einen sogenannten Wasserbalken aus.

[0016] Die Diisenanordnung ist dabei derart ausgebildet, dass das fliissige Fluid mit einem hohen
Zerstreuungsgrad, d. h. mit einer kleinen TrépfchengréBe, in das Schwebediisenfeld in Richtung
Bandlaufebene ausgestrémt werden kann. Die Disenanordnung kann aus einer Vielzahl von Di-
senelementen bestehen, welche in einer oder mehreren Reihen zueinander angeordnet sind und
welche Reihen sich in Breitenrichtung senkrecht zur Férderrichtung erstrecken.

[0017] Aufgrund der zusétzlichen Bestrdmung des bandférmigen Materials mittels eines flissigen
Fluids kann beispielsweise ein Warmeubertragungsgradient bzw. Temperaturgradient zwischen
100 Watt/(m? x Kelvin) bis 6000 Watt/(m? x Kelvin) eingestellt werden. Mittels der Diisenanord-
nung, beispielsweise der in ihr ausgebildeten Diisenkdpfe, wir das flissige Fluid in feinste Tropf-
chen zerstaubt, wodurch die Verdampfungsentalphie als zuséatzliche Kiihlenergie genutzt werden
kann.

[0018] Die Gasdiisenanordnungen und/oder die Diisenanordnung kdnnen beispielsweise Flach-
strahldiisen, Vollkegeldiisen, Zerstauberdiisen oder Hohlkegeldiisen aufweisen. Ferner sind zur
Steuerung der Gasdiisenanordnungen und/oder der Diisenanordnung entsprechende Steuer-
ventile vorgesehen. Insbesondere fiir die Diisenanordnung kénnen pulsgesteuerte Ventile ange-
ordnet werden, um das fllissige Fluid gepulst d. h. mittels eines pulsierenden Fluidstrahls auf das
bandférmige Material zu strémen.

[0019] Die Disenanordnung ist insbesondere auBerhalb der Gasdiisenanordnung angeordnet,
d.h. vor der vorderen Gasdiisenanordnung oder hinter der hinteren Gasdiisenanordnung. Mit an-
deren Worten bildet sich zwischen der vorderen Gasdiisenanordnung und der hinteren Gasdu-
senanordnung ein Zwischenbereich aus, welcher frei von einer Diisenanordnung zum Einstrémen
eines flissigen Fluids ist. Somit ist keine alternierende Verschachtelung der Gasdiisenanordnung
mit der Diisenanordnung vorhanden.

[0020] Mit anderen Worten ist zwischen dem vorderen Randbereich des Dlsenkdrpers und dem
hinteren Randbereich des Diisenkdrpers keine Fluiddiise zum Aufbringen bzw. Ausstrémen einer
Fliissigkeit, wie beispielsweise Wasser, vorgesehen. Ein Einstrémen von Wasser zwischen zwei,
an einem Disenkdrper angebrachten Luftdiisen kénnte dazu flihren, dass das von der Dise auf-
getragene Wasser langsamer verdampfen und entweichen kann, da das Wasser zwischen den
beiden Luftdiisen bzw. dem somit erzeugten Schwebediisenfeld schwer entweichen kann.

[0021] Bei dem Ansatz der vorliegenden Erfindung wird eine Flissigkeit wie beispielsweise Was-
ser, welche durch die Disenanordnung in Férderrichtung vor der vorderen Gasdisenanordnung
oder hinter der hinteren Gasdiisenanordnung aufgebracht wird, zligig und vorteilhaft insbeson-
dere mithilfe des durch die Gasdiisenanordnungen erzeugten Schwebediisenfelds abgefiihrt, so-
dass eine Ubermanige Trépfchenbildung an dem bandférmigen Material vermieden werden kann
und entsprechend keine Leidensfrostproblematik auftritt. Das vorteilhafte Abfiihren der Wasser-
tropfen wird insbesondere dadurch erzeugt, dass die Diisenanordnung in Férderrichtung des Ma-
terials vor der Disenanordnung an dem Dusenkorper angeordnet ist. Mit anderen Worten wird
ein verbesserter Trocknungseffekt bewirkt, da beispielsweise die Wasserriickstande von der
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rickstromenden Luft abgeblasen werden. Ferner wird ein Eintritt des flissigen Fluids in die Gas-
diisenanordnung verhindert.

[0022] Gema&R einer weiteren beispielhaften Ausfiihrungsform ist die Diisenanordnung derart an-
geordnet, dass der Fluidstrahl in den vorderen Gasstrahl einstrombar ist, insbesondere bevor der
vordere Gasstrahl auf dem bandférmigen Material auftrifft. Mit anderen Worten ist der vordere
Gasstrahl und der Fluidstrahl derart zueinander ausgebildet, dass das flissige Fluid mit dem Gas
in dem vorderen Gasstrahl vermischt wird, bevor das fliissige Fluid und das Gas auf dem band-
férmigen Material auftreffen. Dies fiihrt zu einer verbesserten Zerstaubung des fllissigen Fluids
und somit zu einer effektiveren Temperierung des bandférmigen Materials.

[0023] Geman einer weiteren beispielhaften Ausfihrungsform ist die Disenanordnung derart an-
geordnet, dass der Fluidstrahl zu der Férderrichtung einen Winkel zwischen £20° und £85°, ins-
besondere zwischen +30° und +45°, ausbildet. Das fliissige Fluid wird entsprechend gegen die
Forderrichtung oder mit der Férderrichtung auf das bandférmige Material aufgetragen. Bildet der
Fluidstrahl beispielsweise einen Spriihkegel aus, so wird der Winkel zwischen der Symmetrie-
achse bzw. der Mittelachse des Spriihkegels und der Férderrichtung definiert. Mit den angege-
benen Werten hat sich herausgestellt, dass in vorteilhafte Art und Weise das fliissige Fluid mit
einem hohen Temperaturgradienten auf die Oberflache des bandférmigen Materials aufgetragen
werden kann.

[0024] GemalR einer weiteren beispielhaften Ausfihrungsform ist die vordere Gasdiisenanord-
nung derart angeordnet, dass der vordere Gasstrahl zu der Férderrichtung einen Winkel zwischen
30° und 85°, insbesondere zwischen 45° und 70°, ausbildet. Somit wird das Gas insbesondere
gegen die Forderrichtung auf das bandférmige Material aufgetragen. Bildet der vordere Gasstrahl
beispielsweise einen Kegel aus, so wird der Winkel zwischen der Symmetrieachse bzw. der Mit-
telachse des Kegels und der Férderrichtung definiert. Mit den angegebenen Werten hat sich her-
ausgestellt, dass in vorteilhafte Art und Weise ein robustes Schwebediisenfeld ausbildbar ist und
gleichzeitig das fliissige Fluid zligig und vollstandig abgefihrt werden kann.

[0025] GemalR einer weiteren beispielhaften Ausfihrungsform ist ein Winkel zwischen dem vor-
deren Gasstrahl zu der Férderrichtung gréBer als ein Winkel zwischen dem Fluidstrahl und der
Forderrichtung. Mit anderen Worten trifft der Fluidstrahl des fllissigen Fluids flacher auf die Ober-
flache des Materials auf als der Gasstrahl. Dies kann zur Folge haben, dass ein besserer bzw.
flachigerer Kontakt zwischen dem fliissigen Fluid und dem Material erzeugt wird und gleichzeitig
aufgrund des steileren Aufspriihwinkels des Gasstrahls ein robusteres Schwebedlisenfeld er-
zeugt werden kann.

[0026] GemalR einer weiteren beispielhaften Ausfiihrungsform ist die hintere Gasdiisenanord-
nung derart angeordnet, dass der hintere Gasstrahl zu der Férderrichtung einen Winkel zwischen
90° und 175°, insbesondere zwischen 110° und 135°, ausbildet. Somit wird das Gas insbeson-
dere in Férderrichtung auf das bandférmige Material aufgetragen. Bildet der hintere Gasstrahl
beispielsweise einen Kegel aus, so wird der Winkel zwischen der Symmetrieachse bzw. der Mit-
telachse des Kegels und der Férderrichtung definiert. Mit den angegebenen Werten hat sich her-
ausgestellt, dass in vorteilhafte Art und Weise ein robustes Schwebediisenfeld ausbildbar ist und
gleichzeitig das fliissige Fluid zligig und vollstandig abgefihrt werden kann.

[0027] GemaRB einer weiteren beispielhaften Ausfiihrungsform ist die Disenanordnung an dem
Dusenkdrper derart einstellbar angeordnet, dass ein Winkel zwischen dem Fluidstrahl zu der For-
derrichtung einstellbar ist. Die Diisenanordnung kann beispielsweise mittels eines Gelenks
schwenkbar an dem Diisenk&rper oder an einer separaten Tragstrukiur angeordnet werden. Die
Disenanordnung ist dabei insbesondere um eine Schwenkachse, welche senkrecht zur Férder-
richtung entlang der Breitenrichtung des bandférmigen Materials ausgebildet ist, schwenkbar. Je
nach eingestellten Spriihwinkel des fllissigen Fluids kann dessen Temperierwirkung und das Bil-
dungsverhalten von Tropfchen auf dem bandférmigen Material justiert werden. Die Verstellung
der Diusenanordnung kann manuell erfolgen. Ferner kann beispielsweise mittels hydraulischer,
pneumatischer oder elekirischer Antriebselemente die Verstellung der Disenanordnung durch-
geflihrt werden.
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[0028] Gemal einer weiteren beispielhaften Ausflihrungsform ist wie oben beschrieben die vor-
dere Gasdisenanordnung und/oder die hintere Gasdisenanordnung als Schlitzdliise ausgebildet
ist, welche sich senkrecht zur Férderrichtung, insbesondere entlang der Breitenrichtung des
bandférmigen Materials, erstreckt.

[0029] GemaRB einer weiteren beispielhaften Ausfiihrungsform weist die Disenanordnung eine
Vielzahl an Disen (insbesondere Diisenkdpfe) auf, welche hintereinander entlang einer Breite
des Diisenkdrpers (bzw. entlang der Breite des bandférmigen Materials) senkrecht zur Férder-
richtung angeordnet sind. Die Disen der Disenanordnung, welche sich entlang der Breitenrich-
tung erstrecken und nacheinander angeordnet sind, kbnnen beispielsweise individuell angesteu-
ert werden, sodass jede einzelne Diise der Diisenanordnung einen definierten Volumenstrom des
Fluids in Richtung des bandférmigen Materials strémt. Somit kann Uber die Breite des bandfér-
migen Materials gezielt und individuell eine gewlnschte Temperierwirkung eingestellt werden.
Mit anderen Worten kdnnen entlang der Breitenrichtung einzelne Dlisen der Disenanordnung
aktiviert und deaktiviert (bzw. gesteuert) werden, um in Breitenrichtung eine gewlinschte Tempe-
rierwirkung einzustellen.

[0030] GemaRB einer weiteren beispielhaften Ausfiihrungsform weist das Disensystem ferner
eine weitere Dlsenanordnung, welche in Férderrichtung hinter der hinteren Gasdiisenanordnung
angeordnet ist, wobei die weitere Diisenanordnung derart eingerichtet ist, dass ein fllissiges Fluid
in einem weiteren in Richtung der Bandlaufebene zum Temperieren des bandférmigen Materials
strombar ist. Die weitere Diisenanordnung kann beispielsweise ebenfalls schwenkbar an dem
Disenkérper befestigt sein. Ferner ein weiterer Diisenstrahl der weitere Diisenanordnung derart
ausgebildet sein, dass das flissige Fluid in Richtung der Férderrichtung auf das bandférmige
Material gestrémt wird.

[0031] GemaR einer weiteren beispielhaften Ausfliihrungsform weist der Disenkérper zwischen
dem vorderen Randbereich und dem hinteren Randbereich ein Lochblech auf, durch welches ein
gasfdérmiges Fluid in Richtung Bandlaufebene strémbar ist. Dabei kann durch das Lochblech das
gasfdérmige Fluid nahezu senkrecht auf das bandférmige Material gestrdmt werden. Dies fiihrt zu
einer Ausbildung eines robusten Schwebedlisenfeldes.

[0032] Geman einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird eine Bandschwebeanlage
zum schwebenden Flihren eines bandférmigen Materials beschrieben. Die Bandschwebeanlage
weist ein erstes Dlsensystem gemal der oben beschriebenen Ausbildung und ein zweites Di-
sensystem geman der oben beschriebenen Ausbildung auf. Das erste Diisensystem ist relativ zu
dem zweiten Diisensystem derart angerordnet, dass das bandférmige Material zwischen dem
ersten Diisensystem und dem zweiten Diisensystem fiihrbar ist. Somit kann von beiden Seiten,
d. h. von unten und von oben ein Schwebedlisenfeld auf das bandférmige Material wirken, sodass
eine robuste und genaue Fihrung ermdglicht wird. Ferner kann ein exaktes Temperieren auf
beiden Seiten des bandférmigen Materials vorgesehen werden.

[0033] Geman einer weiteren beispielhaften Ausfiihrungsform ist das erste Diisensystem in Foér-
derrichtung beabstandet von dem zweiten Dlisensystem angeordnet.

[0034] GemalR einer weiteren beispielhaften Ausfiihrungsform sind das erste Disensystem und
das zweite Diisensystem derart konfigurierbar, dass mittels eines Schwebediisenfelds des ersten
Disensystems und eines Schwebediisenfelds des zweiten Dlsensystems ein wellenférmiger (si-
nusférmiger) Verlauf des bandférmigen Materials entlang der Férderrichtung generierbar ist. Ge-
man der beispielhaften Ausfiihrungsform werden zwei oder mehrere Diisensysteme geman der
oben beschriebenen Artin Fdrderrichtung beanstandet angeordnet und alternierend oberhalb und
unterhalb des bandférmigen Materials angeordnet. Somit hebt jeweils in Férderrichtung alternie-
rend ein Schwebedisenfeld das bandférmige Material an wahrend ein nachfolgendes Schwebe-
disenfeld das bandférmige Material in Schwerkraftrichtung driickt. Somit kann ein wellenférmiger
Verlauf des bandférmigen Materials in Langsrichtung bzw. in Férderrichtung gezielt erzeugt wer-
den. Die Ausbildung eines wellenférmigen Verlaufs des bandférmigen Materials fiihrt zu einer
erhdhten Stabilitdt gegen ein Durchbiegen entlang der Breitenrichtung des bandférmigen Materi-
als.
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[0035] Ferner kann in einer weiteren beispielhaften Ausfiihrungsform das erste Diisensystem
und das zweite Dlsensystem in Férderrichtung zueinander verstellbar angeordnet sein. Bei-
spielsweise kann ein Abstand zwischen den Diisensystemen variabel eingestellt werden. Ferner
kann in einer weiteren beispielhaften Ausfihrungsform der Abstand zwischen dem Diisenkérper
(und entsprechend den Gasdiisenanordnungen und der Diisenanordnung) und dem bandférmi-
gen Material bzw. der Bandlaufebene flexibel eingestellt werden.

[0036] Mit der vorliegenden Erfindung ist insbesondere die Diisenanordnung zum Aufspiiren des
flissigen Fluids derart ausgebildet, dass die Einflussparameter, welche das Abkiihlverhalten bzw.
die Kiihlleistung des fliissigen Fluids beeinflussen, d. h. der Sprihwinkel, der Diisendruck und
der Volumenstrom (abhangig von Typ und Druck) variabel einstellbar sind. Mit anderen Worten
kann mittels der oben beschriebenen Einflussparameter der mittlere Warmelbergangskoeffizient
gesteuert werden. Dabei ist der Luftmassenstrom der Luft/Gasdiisenanordnungen dauerhaft vor-
handen aufgrund des notwendigen Trageeffekts des bandférmigen Materials. Das fliissige Fluid
ist zuschaltbar, um eine Erhdhung des Warmelbergangs zu erreichen.

[0037] Es wird darauf hingewiesen, dass die hier beschriebenen Ausfihrungsformen lediglich
eine beschrankte Auswahl an mdéglichen Ausfiihrungsvarianten der Erfindung darstellen. So ist
es moglich, die Merkmale einzelner Ausfiihrungsformen in geeigneter Weise miteinander zu kom-
binieren, so dass fiir den Fachmann mit den hier expliziten Ausfiihrungsvarianten eine Vielzahl
von verschiedenen Ausfiihrungsformen als offensichtlich offenbart anzusehen sind. Insbeson-
dere sind einige Ausflihrungsformen der Erfindung mit Vorrichtungsanspriichen und andere Aus-
fihrungsformen der Erfindung mit Verfahrensanspriichen beschrieben. Dem Fachmann wird je-
doch bei der Lektire dieser Anmeldung sofort klar werden, dass, sofern nicht explizit anders an-
gegeben, zusatzlich zu einer Kombination von Merkmalen, die zu einem Typ von Erfindungsge-
genstand gehoéren, auch eine beliebige Kombination von Merkmalen mdglich ist, die zu unter-
schiedlichen Typen von Erfindungsgegenstanden gehdren.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0038] Im Folgenden werden zur weiteren Erlauterung und zum besseren Verstandnis der vorlie-
genden Erfindung Ausflihrungsbeispiele unter Bezugnahme auf die beigefligten Zeichnungen na-
her beschrieben.

[0039] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Diisensystems fiir eine Bandschwebe-
anlage, geman einer beispielhaften Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung;

[0040] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung eines Dlsensystems aus Fig. 1, in welcher
Strémungslinien ersichtlich sind, geman einer beispielhaften Ausfiihrungsform der
vorliegenden Erfindung; und

[0041] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung einer Bandschwebeanlage mit Diisensyste-
men gemaf einer beispielhaften Ausfiihrungsform der vorliegender Erfindung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG VON EXEMPLARISCHEN AUSFUHRUNGSFORMEN

[0042] Gleiche oder &hnliche Komponenten in unterschiedlichen Figuren sind mit gleichen Be-
zugsziffern versehen. Die Darstellungen in den Figuren sind schematisch.

[0043] Fig. 1 zeigt ein Diisensystem 100 fiir eine Bandschwebeanlage 300 (siehe Fig. 3) geman
einer beispielhaften Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung. Das Disensystem 100 weist
einen Disenkdrper 102 auf, welcher entlang einer Férderrichtung 103 des bandférmigen Materi-
als 101, welches innerhalb einer Bandlaufebene beférderbar ist, einen vorderen Randbereich 104
und einen, gegeniber diesem liegenden hinteren Randbereich 105 aufweist. Das Diisensystem
100 weist ferner eine vordere Gasdiisenanordnung 110 auf, welche an dem vorderen Randbe-
reich 104 derart angeordnet ist, dass ein vorderer Gasstrahl 111 in Richtung der Bandlaufebene
zum Bilden eines Schwebediisenfelds 106 fir das bandférmige Material 101 strdmbar ist. Das
Dusensystem 100 weist ferner eine hintere Gasdiisenanordnung 120 auf, welche an dem hinte-
ren Randbereich 105 derart angeordnet ist, dass ein hinterer Gasstrahl 121 in Richtung der Band-
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laufebene zum Bilden des Schwebedlsenfelds 106 fiir das bandférmige Material 101 strémbar
ist. Das Dusensystem 100 weist ferner eine Diisenanordnung 130 auf, welche in Férderrichtung
103 vor der vorderen Gasdiisenanordnung 110 angeordnet ist, wobei die Diisenanordnung 130
derart eingerichtet ist, dass ein fllissiges Fluid in das Schwebedlisenfeld 106 in einem Fluidstrahl
131 in Richtung der Bandlaufebene zum Temperieren des bandférmigen Materials strémbar ist.
Zusatzlich oder alternativ kann die Disenanordnung 130 oder eine weitere Disenanordnung hin-
ter der hinteren Gasdlisenanordnung 120 angeordnet sein.

[0044] Das bandférmige Material 101 wird innerhalb einer Bandlaufebene gefihrt. Ferner wird
das bandférmige Material 101 in Férderrichtung 103 durch die Bandschwebeanlage 300 gefihrt.
Senkrecht bzw. quer zur Férderrichtung 103 wird die Breite des bandférmigen Materials 101 de-
finiert.

[0045] Der Disenkdrper 102 bildet beispielsweise einen Diisenkasten aus. Der Disenkdérper 102
tragt die Gasdiisenanordnungen 110, 120. Ferner ist die Diisenanordnung 130 zum Ausstrémen
des flissigen Fluids in dem dargestellten Ausfihrungsbeispiel an dem Diisenkdrper 102 befestigt.

[0046] Der Disenkdrper 102 bildet in der beispielhaften Ausfiihrungsform die Gasdiisenanord-
nungen 110, 120 integral aus. Beispielsweise kann mittels schlitzartigen Auslassen entspre-
chende Gasdiisenanordnungen 110, 120 ausgebildet werden. Der Disenkérper 102 erstreckt
sich ferner Uber die Breite 109 des bandférmigen Materials 101 bzw. senkrecht zur Férderrichtung
102.

[0047] Der Disenkorper 102 wird in Forderrichtung 103 von einem vorderen Randbereich 104
und einem hinteren Randbereich 105 begrenzt. Der vorderen Randbereich 104 und der hintere
Randbereich 105 erstrecken sich Uber die Breite 109 des bandférmigen Materials 101. Entlang
des vorderen Randbereichs 104 ist die vordere Gasdiisenanordnung 110 angeordnet bzw. aus-
gebildet.

[0048] Die vordere und hintere Gasdisenanordnung 110, 120 sind ausgebildet, ein gasférmiges
Medium, d. h. ein Gas bzw. ein Gasgemisch mittels eines oder mehrerer vorderer und hinterer
Gasstrahlen in Richtung Bandlaufebene zu stromen.

[0049] Die Gasdiisenanordnungen 110, 120 sind dabei derart ausgebildet, dass der Volumen-
strom und der Gasdruck der entsprechenden vorderen und hinteren Gasstrahlen 111, 121 ein
entsprechend stabiles Schwebediisenfeld 106 generieren. Das Schwebedisenfeld 106 dient
dazu, dass bandférmige Material 101 abzulenken bzw. auszurichten. Einerseits kann ein unteres
Schwebediisenfeld 106, welches unter dem bandférmigen Material 101 ausgebildet wird, das
bandférmige Material 101 anheben.

[0050] Die Disenanordnung 130 ist ausgebildet, um ein flissiges Fluid, wie beispielsweise ein
Wassergemisch oder ein Olgemisch, in Richtung Bandlaufebene zu spriihen, um eine ge-
winschte Temperierwirkung (aufheizen oder abkiihlen) des bandférmigen Materials 101 zu be-
wirken. Die Disenanordnung 130 kann dabei das fliissige Fluid mit einem vorbestimmten Volu-
menstrom sowie einer vorbestimmten Fluidtemperatur in Richtung Bandlaufebene spriihen. Die
Disenanordnung 130 kann aus einer Vielzahl von Disenelementen bestehen, welche in einer
oder mehreren Reihen zueinander angeordnet sind und welche Reihen sich in Breitenrichtung
109 senkrecht zur Forderrichtung 103 erstrecken.

[0051] Die Disenanordnung 130 ist derart angeordnet, dass der Fluidstrahl 131 in den vorderen
Gasstrahl 111 bzw. in das Schwebediisenfeld 106 einstrombar ist, insbesondere bevor der vor-
dere Gasstrahl 111 auf dem bandférmigen Material 101 auftrifft. Mit anderen Worten ist der vor-
dere Gasstrahl 111 und der Fluidstrahl 131 derart zueinander ausgebildet, dass das fliissige Fluid
mit dem Gas in dem vorderen Gasstrahl 111 vermischt wird, bevor das fliissige Fluid und das
Gas auf dem bandférmigen Material 101 auftreffen. In einer anderen beispielhaften Ausfiihrungs-
form ist die Diisenanordnung 130 derart angeordnet, dass der Fluidstrahl 131 in den hinteren
Gasstrahl 121 einstellbar ist.

[0052] Die Diisenanordnung 130 ist derart angeordnet, dass der Fluidstrahl 131 zu der Foérder-
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richtung 103 einen Winkel a zwischen 30° und 45° ausbildet. Somit wird das flissige Fluid insbe-
sondere gegen die Forderrichtung 103 auf das bandférmige Material 101 aufgetragen. Die vor-
dere Gasdisenanordnung 110 ist derart angeordnet, dass der vordere Gasstrahl 111 zu der For-
derrichtung 103 einen Winkel B zwischen 45° und 70° ausbildet. Somit wird das Gas insbeson-
dere gegen die Férderrichtung 103 auf das bandférmige Material 101 aufgetragen. Mit den ange-
gebenen Werten hat sich herausgestellt, dass in vorteilhafte Art und Weise ein robustes Schwe-
bediisenfeld 106 ausbildbar ist und gleichzeitig das fliissige Fluid zligig und vollstandig abgefihrt
werden kann.

[0053] Wie in Fig. 1 ersichtlich sind die Diisenanordnung 130 und die Gasdisenanordnung 110
derart zueinander ausgebildet, dass ein Winkel B zwischen dem vorderen Gasstrahl 111 zu der
Férderrichtung 103 gréfer als ein Winkel a zwischen dem Fluidstrahl 131 und der Férderrichtung
103 ist. Mit anderen Worten trifft der Fluidstrahl 130 des fliissigen Fluids flacher auf die Oberfla-
che des Materials 101 auf als der Gasstrahl 111. Dies kann zur Folge haben, dass ein besserer
bzw. flachigerer Kontakt zwischen dem flissigen Fluid und dem Material erzeugt wird und gleich-
zeitig aufgrund des steileren Aufspriihwinkels des Gasstrahls ein robusteres Schwebediisenfeld
106 erzeugt werden kann.

[0054] Die hintere Gasdiisenanordnung 120 ist derart angeordnet, dass der hintere Gasstrahl
121 zu der Férderrichtung 103 einen Winkel y zwischen 110° und 135° ausbildet. Somit wird das
Gas insbesondere in Forderrichtung 103 auf das bandférmige Material 101 aufgetragen. Mit den
angegebenen Werten hat sich herausgestellt, dass in vorteilhafte Art und Weise ein robustes
Schwebediisenfeld 106 ausbildbar ist und gleichzeitig das fliissige Fluid zligig und vollstandig
abgeflihrt werden kann.

[0055] Die Disenanordnung 130 ist an dem Dlsenkdrper 102 derart einstellbar angeordnet, dass
der Winkel a zwischen dem Fluidstrahl 130 zu der Férderrichtung 103 einstellbar ist. Die Dlsena-
nordnung 130 ist in dem dargestellten Ausfiihrungsbeispiel mittels eines Gelenks als Einstellvor-
richtung 108 schwenkbar an dem Diisenkdrper 102 angeordnet. Die Dlsenanordnung 130 ist
dabei insbesondere um eine Schwenkachse, welche senkrecht zur Férderrichtung 103 entlang
der Breitenrichtung 109 des bandférmigen Materials 101 ausgebildet ist, schwenkbar. Je nach
eingestellten Sprihwinkel a des flissigen Fluids kann dessen Temperierwirkung und das Bil-
dungsverhalten von Trépfchen auf dem bandférmigen Material 101 justiert werden.

[0056] Der Diisenkdrper 102 weist ferner zwischen dem vorderen Randbereich 104 und dem
hinteren Randbereich 105 ein Lochblech 107 auf, durch welches ein gasférmiges Fluid in Rich-
tung Bandlaufebene strémbar ist. Dabei kann durch das Lochblech 107 das gasférmige Fluid
nahezu senkrecht auf das bandférmige Material 101 gestrémt werden. Dies fihrt zu einer Ausbil-
dung eines robusten Schwebediisenfeldes 106.

[0057] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung des Diisensystems 100 aus Fig. 1, in welcher
Strémungslinien des Gases und des fliissigen Fluids ersichtlich sind. Der Fluidstrahl 131 wird
mittels der Disenanordnung 130 in Richtung bandférmiges Material 101 ausgestromt, sodass
der Fluidstrahl 131 mit dem Winkel a auf das bandférmige Material 101 auftrifft. Entsprechend
wird mittels der vorderen Gasdiisenanordnung 110 der vordere Gasstrahl 111 in Richtung dem
bandférmigen Material 101 ausgestrémt, sodass der vordere Gasstrahl 111 mit dem Winkel B auf
das bandférmige Material 101 auftrifft. Im dargestellten Ausflhrungsbeispiel kann der Winkel a
gréRer ausgebildet sein als der Winkel B. Uber die einstellbarere Diisenanordnung 130 kann das
Verhéltnis zwischen den beiden Winkeln a, B eingestellt werden.

[0058] Wie in Fig. 2 dargestellt, wird der vordere Gasstrahl 111 entgegen der Foérderrichtung 103
auf das bandférmige Material 101 gestrdmt. Aufgrund der Férderrichtung 103 und aufgrund der
Ausstrémrichtung des hinteren Gasstrahls 121 der hinteren Gasdisenanordnung 120 mit dem
Winkel y in Richtung Férderrichtung 103 wird der vordere Gasstrahl 101 in Férderrichtung 103
umgelenkt. Diese Umlenkung fiihrt zu der Ausbildung eines Wirbels im Bereich des vorderen
Randbereichs 104 des Diisenkérpers 102. Damit wird ebenfalls das fliissige Fluid des Fluidstrahls
131 verwirbelt, was wiederum zu einer verbesserten Zerstaubung des fliissigen Fluids sowie zu
einem besseren Abtransport flhrt.
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[0059] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung einer Bandschwebeanlage 300 mit Dlsensys-
temen 301, 302, 303 geman einer beispielhaften Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung.

[0060] In der Bandschwebeanlage 300 wird das bandférmige Material 101 nahezu kontaktlos
beférdert, sodass Auflagerstellen reduziert werden. Insbesondere wird dies durch die Erzeugung
der Schwebediisenfelder 106 mittels der entsprechenden Gasdiisenanordnungen der Diisensys-
teme 301, 302, 303 erzeugt. Die Bandschwebeanlage 300 weist in dem vorliegenden Beispiel
drei Dusensysteme 301, 302, 303, welche entsprechend der Ausbildung in Fig. 1 und Fig. 2 aus-
gebildet sein kdnnen. Das erste Diisensystem 301 und das dritte Dlisensystem 303 sind relativ
zu dem zweiten Diisensystem 302 derart angerordnet, dass das bandférmige Material 101 zwi-
schen dem ersten und dritten Diisensystem 301, 303 und dem zweiten Diisensystem 302 flhrbar
ist. Somit kann von beiden Seiten, d. h. von unten und von oben ein Schwebediisenfeld 106 auf
das bandférmige Material 101 wirken, sodass eine robuste und genaue Fiihrung ermdéglicht wird.
Ferner kann ein exaktes Temperieren auf beiden Seiten des bandférmigen Materials 101 vorge-
sehen werden.

[0061] Die Disensysteme 301, 302, 303 sind dabei in Forderrichtung 103 beanstandet zueinan-
der angeordnet. Ferner sind die Diisensysteme 301, 302, 303 in Férderrichtung 103 alternierend
oberhalb und unterhalb des bandférmigen Materials 101 angeordnet. Somit kann ein wellenfor-
miger (sinusférmiger) Verlauf des bandférmigen Materials 101 entlang der Férderrichtung 103
generiert werden. Wie in Fig. 3 dargestellt, hebt jeweils in Fdrderrichtung 103 alternierend ein
Schwebediisenfeld 106 das bandférmige Material 101 an wahrend ein nachfolgendes Schwebe-
disenfeld 106 das bandférmige Material 101 in Schwerkraftrichtung driickt. Somit kann der wel-
lenférmige Verlauf des bandférmigen Materials 101 in Langsrichtung bzw. in Férderrichtung 103
gezielt erzeugt werden. Die Ausbildung eines wellenférmigen Verlaufs des bandférmigen Materi-
als flihrt zu einer erhéhten Stabilitat gegen ein Durchbiegen entlang der Breitenrichtung 109 des
bandférmigen Materials.

[0062] Ergénzend ist darauf hinzuweisen, dass "umfassend" keine anderen Elemente oder
Schritte ausschlieBt und "eine" oder "ein" keine Vielzahl ausschlieBt. Ferner sei darauf hingewie-
sen, dass Merkmale oder Schritte, die mit Verweis auf eines der obigen Ausflihrungsbeispiele
beschrieben worden ist, auch in Kombination mit anderen Merkmalen oder Schritten anderer
oben beschriebener Ausfiihrungsbeispiele verwendet werden kénnen. Bezugszeichen in den An-
spruchen sind nicht als Einschrankung anzusehen.
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BEZUGSZEICHENLISTE:

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

120
121

130
131

300
301
302
303
304

Dlisensystem

bandférmiges Material
Disenkorper

Forderrichtung

vordere Randbereich
hinterer Randbereich
Schwebediisenfeld
Lochblech
Einstellvorrichtung

Breite bandférmiges Material
vordere Gasdiisenanordnung

vorderer Gasstrahl

hintere Gasdlisenanordnung

hinterer Gasstrahl

Dlsenanordnung
Fluidstrahl

Bandschwebeanlage
Dlisensystem
Dlisensystem
Dlisensystem
Mittenbahn
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Patentanspriiche

1.

Disensystem (100) fir eine Bandschwebeanlage (300) zum schwebenden Fiihren eines
bandférmigen Materials (101), das Diisensystem (100) aufweisend

einen Diusenkdrper (102), welcher entlang einer Férderrichtung (103) des bandférmigen
Materials (101), welches innerhalb einer Bandlaufebene beférderbar ist, einen vorderen
Randbereich (104) und einen, gegeniiber diesem liegenden hinteren Randbereich (105) auf-
weist,

eine vordere Gasdiisenanordnung (110), welche an dem vorderen Randbereich (104) der-
art angeordnet ist, dass ein vorderer Gasstrahl (111) in Richtung der Bandlaufebene zum
Bilden eines Schwebediisenfelds (106) fir das bandférmige Material (101) strémbar ist,

eine hintere Gasdiisenanordnung (120), welche an dem hinteren Randbereich (105) der-
art angeordnet ist, dass ein hinterer Gasstrahl (121) in Richtung der Bandlaufebene zum
Bilden des Schwebediisenfelds (106) fiir das bandférmige Material (101) strémbar ist,

eine Disenanordnung (130), welche in Forderrichtung (103) vor der vorderen Gasdlisena-
nordnung (110) und/oder hinter der hinteren Gasdiisenanordnung (120) angeordnet ist,

wobei die Diisenanordnung (130) derart eingerichtet ist, dass ein fllissiges Fluid in einem
Fluidstrahl (131) in das Schwebediisenfelds (106) in Richtung der Bandlaufebene zum Tem-
perieren des bandférmigen Materials (101) strémbar ist.

Diisensystem (100) gemaf Anspruch 1,
wobei die Disenanordnung (130) derart angeordnet ist, dass der Fluidstrahl (131) in den
vorderen Gasstrahl (111) oder den hinteren Gasstrahl (121) einstrombar ist.

Disensystem (100) geman Anspruch 1 oder 2,

wobei die Disenanordnung (130) derart angeordnet ist, dass der Fluidstrahl (131) zu der
Fdrderrichtung (103) einen Winkel (a) zwischen 20° und 85°, insbesondere zwischen 30°
und 45°, ausbildet.

Diisensystem (100) gemal3 einem der Anspriiche 1 bis 3,

wobei die vordere Gasdlisenanordnung (110) derart angeordnet ist, dass der vordere Gas-
strahl (111) zu der Foérderrichtung (103) einen Winkel (B) zwischen 30° und 85°, insbeson-
dere zwischen 45° und 70°, ausbildet.

Diisensystem (100) gemanB den Anspriichen 3 und 4,
wobei der Winkel (B) zwischen dem vorderen Gasstrahl (111) zu der Forderrichtung (103)
gréBer ist als der Winkel (a) zwischen dem Fluidstrahl (131) und der Férderrichtung (103).

Diisensystem (100) gemal3 einem der Anspriiche 1 bis 5,

wobei die hintere Gasdiisenanordnung (120) derart angeordnet ist, dass der hintere Gas-
strahl (121) zu der Férderrichtung (103) einen Winkel (y) zwischen 90° und 145°, insbeson-
dere zwischen 110° und 135°, ausbildet.

Diisensystem (100) gemal3 einem der Anspriiche 1 bis 6,

wobei die Diisenanordnung (130) an dem Dlisenkdrper (102) derart einstellbar angeordnet
ist, dass ein Winkel (a) zwischen dem Fluidstrahl (131) zu der Férderrichtung (103) einstell-
bar ist.

Dlsensystem (100) geman einem der Anspriiche 1 bis 7, ferner aufweisend

eine weitere Diisenanordnung, welche in Férderrichtung (103) hinter der hinteren Gasd-
senanordnung (120) angeordnet ist,

wobei die weitere Diisenanordnung derart eingerichtet ist, dass ein fliissiges Fluid in ei-
nem weiteren Fluidstrahl (131) in Richtung der Bandlaufebene zum Temperieren des band-
férmigen Materials (101) strédmbar ist.

Diisensystem (100) gemal3 einem der Anspriiche 1 bis 8,

wobei der Dlisenkdrper (102) zwischen dem vorderen Randbereich (104) und dem hinteren
Randbereich (105) ein Lochblech (107) aufweist, durch welches ein gasférmiges Fluid in
Richtung Bandlaufebene strémbar ist.
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10. Bandschwebeanlage (300) zum schwebenden Fiihren eines bandférmigen Materials (101),
die Bandschwebeanlage (300) aufweisend
ein erstes Disensystem (301) geman einem der Anspriche 1 bis 9
ein zweites Dlsensystem (302) gemal einem der Anspriiche 1 bis 9,
wobei das erste Disensystem (301) relativ zu dem zweiten Disensystem (302) derart an-
gerordnet ist, dass das bandférmige Material (101) zwischen dem ersten Diisensystem (301)
und dem zweiten Diisensystem (302) flihrbar ist.

11. Bandschwebeanlage (300) gemai Anspruch 10,
wobei das erste Dlsensystem (301) in Férderrichtung (103) beabstandet von dem zweiten
Diisensystem (302) angeordnet ist.

12. Bandschwebeanlage (300) gemai Anspruch 11,
wobei das erste Diisensystem (301) und das zweite Disensystem (302) derart konfigurierbar
sind, dass mittels eines Schwebediisenfelds (106) des ersten Disensystems (301) und eines
Schwebedisenfelds (106) des zweiten Diisensystems (302) ein wellenférmiger Verlauf des
bandférmigen Materials (101) entlang der Férderrichtung (103) generierbar ist.

13. Verfahren zum schwebenden Fihren eines bandférmigen Materials (101), das Verfahren
aufweisend

Flhren des bandférmigen Materials (101) entlang einer Férderrichtung (103) innerhalb
einer Bandlaufebene, wobei ein Diisenkdrper (102) entlang einer Férderrichtung (103) einen
vorderen Randbereich (104) und einen, gegeniiber diesem liegenden hinteren Randbereich
(105) aufweist,

Strémen eines vorderen Gasstrahls (111) in Richtung der Bandlaufebene zum Bilden ei-
nes Schwebedisenfelds (106) fir das bandférmige Material (101) mittels einer vorderen
Gasdisenanordnung (110), welche an dem vorderen Randbereich (104) angeordnet ist,

Strémen eines hinteren Gasstrahls (121) in Richtung der Bandlaufebene zum Bilden des

Schwebediisenfelds (106) fiir das bandférmige Material (101) mittels einer hinteren Gasdu-
senanordnung (120), welche an dem hinteren Randbereich (105) angeordnet ist,
Strémen eines Fluidstrahls (131) in Richtung der Bandlaufebene in das Schwebedlisenfeld
(106) zum Temperieren des bandférmigen Materials (101) mittels einer Disenanordnung
(130), welche in Férderrichtung (103) vor der vorderen Gasdiisenanordnung (110) oder hin-
ter der hinteren Gasdiisenanordnung (120) angeordnet ist.
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